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摘要(译)

本发明的一个目的是在所需条件下和长时间内连续进行能够生产高质量
薄膜的成膜方法。一种成膜装置，包括：排出口，设置在成膜室内并面
向基板的成膜表面;材料容纳部分，设置在成膜室外部，并且具有各自包
含成膜材料的材料容器;加热装置，用于加热容纳在材料容器内的成膜材
料;排出通道与排出口和材料容纳部分气密连通;从排出通道分支的逸出通
道用于转移流向排出口的成膜材料。在排出通道的分支位置的下游侧以
及排出通道上，设置有能够关闭或通过成膜材料或可变地调节成膜材料
流动的流动限制阀。
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